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청

청 항 1 

과 상  에 향하는 타  비하는 재;

상  재  에   향  폭  아지는 1 ;  상  재  타 에   향  폭  

아지 , 상  1  연통 는 경계  공 하여 상  1  연통하는 2 ;  포함하고,

상  경계 는 상  1  상  2 가  만나는 지 고,

상  1  (a)  상  재  께(c)  비  1:3 내지 1:30 사   가지고,

상  1  (a)는 1㎛ 내지 6㎛ 사   가지고,

상  1  상   상  개  폭(C)과 상  경계  폭(A)  차 (d=C-A)는 0.2㎛ 내지 14㎛  

 가지고, 

상  재  상   또는 상  타   거칠 (Ra)는 2㎛ 하 고,

상  경계  측   지 과 상  타  2  각   지  연결하는 경사각(θ)

20도 내지 70도 사   가지는 착  마스크.

청 항 2 

청 항 1에 어 ,

상  1  (a)는 2㎛ 내지 4.5㎛ 사   가지는 착  마스크.

청 항 3 

청 항 2에 어 ,

상  재  께(c)는 20㎛ 내지 30㎛ 하  착  마스크.

청 항 4 

청 항 1에 어 ,

상  1  (a)  상  재  께(c)  비  1:3.5 내지 1:12.5 사   가지는 착  마스

크.

청 항 5 

청 항 1 내지 청 항 4  어느 한 항에 어 ,

상  1  (a)  상  재  께(c)  비  1:4.5 내지 1:10.5 사   가지는 착  마스

크.

청 항 6 

청 항 1 내지 청 항 4  어느 한 항에 어 ,

상  경계  측   과 상  타  2  각   지  연결하는 경사각(θ)  30

도 내지 60도   착  마스크.

청 항 7 

청 항 1 내지 청 항 4  어느 한 항에 어 ,

등록특허 10-2257236

- 3 -



상  1  또는 상  2  내  다  곡  만 하는 착 마스크.

곡 (y)=kx2(k는 0  한 리수)

(단, 수식 곡 (y)  경계 (A1~A2)  하는  X  하고, 상  경계  각  지 (A1 또

는 A2)에  수직  값  Y  하는 가상  계  하는 경우 는 가상  함수  한

다.)

청 항 8 

청 항 1 내지 청 항 4  어느 한 항에 어 ,

상  1  상   상  개  리 가 곡  가지고,

상  곡  연 하여 는 가상  원  지 (R)  5㎛ 내지 20㎛   만 하는 착  마스크.

청 항 9 

삭

청 항 10 

삭

 

 술  야

본  실시 들   등  착공 에 가능한 마스크 에 한 것 다.[0001]

 경  술

 EL  루어진  EL 칼라 스플 등   공 에 는,  재료  루어진 층[0002]

진공 착에 해 어 , 층  에 맞 어 재료  과시키  한 복수  과  치

착  마스크가 사 고 다. , 착  마스크  하는 과  경우,  막에 포 지

스트 막  사 해  한 후 에칭  는 포 에칭 나, 리 원 에 원하는   도  실

시한 후 리하는 주 에 해 할 수 다.

래  착 마스크는 통상 탈 마스크(Metal mask)  , 는 착  한 과 (Open Area)만[0003]

하게 하는 것에 집 어 다. 그러나 러한 식 는 착  과 착  루어지지 않는 역

(Dead Space)  는 에 는 큰  보 지 못하고 다.

 내

해결하 는 과

본  실시 들  상술한  해결하  해 안  것 , 재  통하는 착    폭[0004]

상 한 1 과 2   하 , 착  루어지지 않는 (dead space)  할 수 도  하

는 착  마스크  공할 수 도  한다.

과  해결 수단

상술한 과  해결하  한 수단 , 본  실시 에 는 과 상  에 향하는 타  비하는[0005]

재  상  재  에   향  폭  아지는 1 , 상  재  타 에   향  폭

아지 , 상  1  연통 는 경계  공 하여 상  1  연통하는 2  포함하 , 상  1

 (a)  상  재  께(c)  비  1:(3~30)  착  마스크  공할 수 도  한다.

 과

본  실시 에 , 재  통하는 착    폭  상 한 1 과 2   하[0006]

, 착  루어지지 않는 (dead space)  하여 균 도  신뢰도  착  할 수 는 과
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가 다.

도  간단한 

도 1   본  실시 에  착  마스크  1   2  단  개 도 다.[0007]

도 2는 도 1에  본  실시 에  착  마스크   평  개 도 다.

도 3  본  실시 에  착  마스크  2   하  한 개 도 다.

도 4는 본  실시 에  착  마스크  1  평  개 도 다.

 실시하  한 체  내

하에 는 첨 한 도  참 하여 본 에     체  한다. 첨  도  참 하[0008]

여 함에 어, 도  에 계없  동 한 는 동 한 참 여  여하고, 에 한 복

 생략하  한다. 1, 2 등  어는 다양한 들  하는  사  수 지만, 상  

들  상  어들에 해 한 어 는 안 다. 상  어들  하나   다   별하

는 만 사 다.

도 1   본  실시 에  착  마스크  1   2  단  개 도 , 도 2는 도 1에 [0009]

본  실시 에  착  마스크   평  개 도 다.

도 1  도 2  참 하 , 본  실시 에  착  마스크는 과 상  에 향하는 타  비[0010]

하는 재(100)  상  재(100)  에   향  폭  아지는 1 (110)  상  재(100)

타 에   향  폭  아지 , 상  1 (110)  연통 는 경계 (120)  공 하여 상  1

연통하는 2 (130)  비하여  수 다. , 도 1에 도시  는 하나   하는 

도시한 것 , 본  실시 에  착  마스크는 러한 가 다수 개  포함하여 는 

 수  다. 

특 ,  본   실시 에  착  마스크는 상  1  (a)  상  재  께(c)  비[0011]

1:(3~30)  하는  가지도   수 다. 

또한, 본  실시 에  착  마스크에 착   도 1과 같  2   하는 경우,  [0012]

착   상  상하   폭  상 한 가 연통 는 에 는, 상  1  가 착  께

할 수 는 한  하게 는 , 상  1  (a)가  어 , 체 재  께

(c)  계에  상술한 께  비  과하게 는 경우에는  께 변 가 커지게 , 

해 착  지 않는 역(dead space; 하, '미 착 역' 라 한다.)  생하게 는 치  가 

생하게 , 러한 미 착 역  체 OLED에    감 시키게 어 수  감 시키는 원

 하게 다.

라 , 본  실시 에  착  마스크는 상  1  (a)  상  재  께(c)  비  상[0013]

술한  내에  1:(3.5~12.5)  할 수 다. , 욱 람직하게는 1:(4.5~10.5)  비  하도

할 수 다. 본  실시 에 는 러한 비   만 하는 상  재  께(c)  10㎛~50㎛  

할  수  다.  재  께가  10㎛  미만  는  경우에는  재   도가  커  공  컨트

어 우 , 재  께가 50㎛  과하는 경우에는 후 착시 미 착 역(dead space)  생  커  OLED

 미 (fine pattern)  할 수 없게 다. 특   에  상술한 재  께(c)는 15㎛~40㎛  

께  하도  할 수 다. 나아가 욱 람직하게는 20㎛~30㎛  할 수 다. 

아울러, 상  재  께(c)에 하는 상  1  (a)는 0.1㎛~7㎛   하도  함[0014]

람직하다. 는 상  1  (a)가 0.1㎛ 미만  하는 경우에는   어 우 , 상  

1  (a)가 7㎛  과 과시에는 후 착하는 경우 미 착 역(Dead Space)  해 OLED 미 (Fine)

  어 고,   감 어 OLED수  감 시키는 원  다. 특 , 상  1  

(a)는   내   에  1㎛~6㎛  할 수 , 욱 람직하게는 2㎛~4.5㎛  할 수 

다.

여 에 착   욱  해  고 할 수 는 는 착 질  는 2  내[0015]
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가지는 경사각  고 할 수 다.

체 는, 도 1  도 3  참 하여 보 , 본  실시 에  착  마스크는 상  경계 (120)[0016]

측   (A1)과 상  타  2  각   지 (B1)  연결하는 경사각(θ)  20도~70도

  하도  할 수 다. 는  착시 착 비  특 상 착 스가 포 트 스  사

하  에,  경사각(slope angle)    하여사 착  균 도  보할 수 게 다.  경

사각   과하거나 어나게 , 미 착 역  생  아  균 한 착 신뢰도  보하  어

워진다. 본  실시 에  상  경사각(θ)   내에  가능할 람직한 실시 , 상  경사각

(θ)  30도~60도  ,  욱 람직하게는 32도 ~  38도 또는 52도 ~  58도  하도  할 수

다.

또한, 도 1에 도시  것과 같 , 본  실시 에  1  경계  공 하여 연통하는  2[0017]

 는, 재  심  향  각각   폭  아지는  가지는 것  착  에  

리하 ,  특  람직하게는,  상  1  또는  상  2  내  곡  가지는   수

다. 상  곡  가지는 에 , 상  1  또는 상  2  단   고 할 , 상  곡

(y)=kx
2
(k는 0  한 리수)  같   수 다.  경우,  수식에  곡 에 한 수식(y)  경계

(A1~A2)  하는  X  하고,  지 (A1 또는 A2)에  수직  값  Y  하는 가

상  계  하는 경우 는 가상  함수  한다.

러한 곡 는 착 질   도  하 , 단순한 슬 프  에 비해 착  균 도  향상시킬[0018]

수 게 는  다.

또한, 본  실시 에  상  1  상   상  개  폭(C)과 상  경계  폭(A), 상[0019]

2  상  타 상  개  폭(B)  B>C>A  비  비하도  할 수 , 는 상수란 곡  

과 같 , 착 질   도  하 , 착  균 도  향상시킬 수 게 할 수 다. 또한, 상

1  상   상  개  폭(C)과 상  경계  폭(A)   차 (d=C-A)는 0.2㎛~14㎛  

하도  할 수 도  한다. , 1  상  상  각   지 (C1)에  상  경계

각  지 (A1) 지  수직 거리(d1)  0.1㎛~7㎛  할 수 도  한다. 상  수직거리 (d1)

0.1㎛ 미만  경우   어 우 , 7 ㎛ 과시에 후 착 공 시에 미 착 역(Dead Space)  해

OLED 미 (Fine)   어 고,   감 어 OLED수  감 시키는 원  하게 다.

또한, 상  수직거리(d1)  수치 에  가능한 람직한 실시 는 상  수직거리(d1)  1㎛~6㎛

하거나, 욱 람직하게는 2㎛~4.5 ㎛   할 수 다.

또한, 본  실시 에  상  1 (or 2 )  상   상  개  리 가 곡  가지[0020]

는  할 수 도  한다. 도 4  참 하 , 상  1 (110)  상  평 , , 재  에 

는 개  역  수평 단 상  고 하 , 직사각  또는 사각   ,  경우 각각  리

에는 한 곡  가지도  라운    람직하다. 특 , 상  리  라운  

 곡  연 하여 는 가상  원  지 (R)  5um~20um 에  는 경우에 착  욱 

수 게 다. 첨 가 는 리  가지는  상  착  원 하게 하  어 우 , 미 착

역  필연  생하게 , 라운  에  착  아지 , 특   수치  내에 곡 에  

착  가  고 균 하게  수 게 다. 지  5㎛ 미만에 는 곡 처리  하지 않  것과 큰 차 가

없게 , 20㎛  과하는 경우에는  착  어지게 다. 특 , 에  상술한 지 (R)   내

에  람직한 실시 는 지 (R)  7㎛ ~ 15㎛, 욱 람직하게는 8㎛ ~ 12㎛  할 수 다.

특 , 본  실시 에 는 상  재  상   또는 상  타   거칠 (Ra)는 2um 하  [0021]

는 것  , 는  착 질   수 는 하나   할 수  다.  거칠

가 크게 , 착 질   타고 동하는  항  생하게 ,  거칠  상  는 경

우, 원할한 착  어 워 미 착 역  생하는 비  아지게 다.

아울러, 본  실시 에 는, 도 1  에  1  상  폭(C)과 경계  폭(A)[0022]

술한  같  본  상 한 에 는 체  실시 에 해 하 다. 그러나 본  주에[0023]

 어나지 않는 한도 내에 는 여러 가지 변  가능하다. 본  술  사상  본  술한 실시

에 한 어 해 는 안 , 특허청 뿐만 아니라  특허청  균등한 것들에 해 해 야

한다.
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100: 재[0024]

110: 1

120: 경계

130: 2

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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